ELEKTROMOSSAG ES AUTOMATIZALAS

A MIKROCHIP

mikrochip vagy integralt aramkor sok ezer elektro- SZILICIUMHENGER
nikus alkotéelemet tartalmaz, amelyek egy 1 cm-nél
kisebb oldalu négyzetes sziliciumszeletkébe vannak 6sz-
szezsufolva. Ezek ugy vannak 6sszekapcsolva, hogy lo-
gikai kapukat (lasd a 332. oldalt) és memoriacellakat
(lasd 340. oldalt) k{'pgznek,

A chipben lévé miniattr alkotéelemeket nem kiilon-
kulon készitik el és szerelik 6ssze, hanem mind az al-
kot6éelemeket, mind az anyagrétegek csatlakozasait bo- A CHIP SZELETELESE
nyolult miniat(r alakzatokként alakitjak ki, a nagymeé- A mikrochip alapanyaga tobbnyire p-tipusu
rett alakzatok fényképészeti kicsinyitésével elGallitott  gzilicium (1asd a 291, oldalt). Elészor készitenek egy
maszkok segitségével. Az dbrakon a mikrochip egyetlen  sziliciumhengert, majd felvagjak koriilbeliil 0,25 mm
tranzisztor-¢pitGelemének a , gyartasat” szemléltetjik. vastagsagu szeletekre. Minden szeletbdl tobb szaz

mikrochip dllithato el6. A szeleteket tesztelik
¢s kiilonallo chipekké szabdaljak. A chipeket tokozas eldtt

EGY TRANZISZTOR ELOALLITASA mikroszkop alatt megvizsgaljak.
1ELSO MASZKOLAS 2ELSO MARATAS 3 MASODIK MASZKOLAS
A sziliciumlapot bevonjék elektromossigot nem — Szerves olddszerrel leoldjik a ligy, Elektromossigot vezeto poliszilicium-réteqet,
vezetd szilicium-oxiddal, majd fotoreziszt expondlatlan fotoreziszt réteget, kiszabadul majd ismét fotoreziszt réteget visziek fel
anyaggal. A fotorezisztet a mintazattal elldtott  a szilicium-dioxid, Majd vegyi iiton maratjdk a feliiletre. Ext kiveti a madsodik imaszkolisi
maszk tires részein dthatolo ultraibolya fény a szilicium-dioxid réteguastagsdyit. miivelet.
megkeményiti, a fény dltal nem érintett A megkemeényedett fotorezisztet leoldva
(expondlatian) részek lagyak maradnak. szilicium-dioxid-gerincek maradnak vissza,
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POLISZILICTUM

OLDOSZER A LAGY FOTOREZISZT LEOLDODIK
4 MASODIK MARATAS 5 ADALEKOLAS 6 HARMADIK MASZKOLAS
Az expondlatlan fotorezisztet leoldjik, majd A megkemenyedett fotorezisztef eltdvolitjik, ES MARATAS
maratdssal eltdvolitjik a polisziliciumot majd a rétegeket adalékoldsnak vetik ald, amely — Ujabb szilicium-dioxid- és fotoreziszt réteget
¢s az alatt Iévo szilicium-dioxidot. Ezaltal ket az iment szabadda valt p-tipusii szilicium- visznek fel. Maszkoloa és maratoa kilyuggat
p-tipusii sziliciumesik valik szabadda. cstkokat n-tipusii sziliciummd alakftja dt. jak a szilicium-dioxid réteget az adalékolt szi-

licium- ¢s a kozepsa poliszilicium csikig.
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